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Die f olgenden Angaben sind den vom 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(3) Spektral selektiv reftektierende Bildwand 

(f?) Die vorliegende Erfindung betrifft dine spektral selektiv 
reflektierende Bildwand, die mindestens eine cholesteri- 
sche Polymerschicht aufweist. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine spektral selektiv reflektierende 
Bildwand fur die Darstellung statischer Oder bewegter Bil- 
der miltels Aufprojektion durch eine schmalbandige Licht- 
quellc, zum Beispiel einer oder niehrerer monochromali- 
scher Lichlquellen. 

Fiir die Darstellung von Bildern auf Bildwanden werden 
beispielsweise Diaprojektoren oder Filmprojektoren ver- 
wendet. Urn projizierte Bilder moglichst unbeeinfluBt von 
Storlicht, wie fageslicht oder kiinstlicher Raumbeleuch- 
tung, belrachten zu konnen. sollie das Reflexionsvermogen 
der Bildwand fur den gesamten Wellenlangenbereich des 
sichtbaren Lichts gering sein, ausgenommen der Wellenlan- 
gen. die der Strahlung der Lichtquelle bzw. der Lichlquellen 
entsprechen. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, daB bei ei- 
ner fiachigen Aufprojeklion von farbigen Bilder mit schmal- 
bandigem, insbesondere monochromatischem Licht, uie es 
beispielsweise von Lasern erzeugt werden kann (Laserfern- 
sehen, Folienprojektion mit Laserlichtquellen), Projekuons- 
oder Bildwandc wunschenswert sind, welche ein stark wel- 
ienlangenselektives Reflexion sverhalten zeigen, wobei Auf- 
projektion im Sinne der Erfindung hedeutet, daB sich der 
Betrachter auf der gleichen Seite der Leinwand oder Bild- 
wand befindet wie der Projektor. 

Die Reflexion sollte also im Bereich der Wellenlangen, 
welche der Strahlung der Lichlquellen entsprechen, bei- 
spielsweise der verwendeien Laserlichtquellen, welche bei- 
spielsweise eine rote, griine und blaue monochromatische 
Strahlung (RGB-Strahlung) aussenden, im allgemeinen 
moglichst hoch sein. Fiir blaues Licht liegen die Wellenlan- 
gen zwischen etwa 430 nra bis 470 nm mit einer Zentralwel- 
lenlange bei ca. 450 nm, fur griines Licht zwischen etwa 
510 nm bis 550 nm mit einer Zentralwellenlange bei etwa 
530 nm und fiir rotes Licht zwischen etwa 610 nm bis 
650 nm mit einer Zentralwellenlange bei etwa 630 nm. 

Dariibcr hinaus sollte die Reflexion der Bildwand bei die- 
sen Wellenlangen eine wahlbare raumliche Wuikelcharakte- 
ristik aufweisen, damit kein oder nur wenig Licht in solche 
Raumwinkelbereiche remittiert wirA in denen sich kein Be- 
trachter aufhalt, zum Beispiel an die Decke oder an den Bo- 
den oder in einen Winkelbereich von mehr als •+/- 40°, ge- 
messen von der Normalen auf die Bildwand horizontal nach 
links bzw. nach rectus. 

In der DE 197 47 597 Al wild eine Bildwand beschrie- 
ben, die spektral selektiv reflektierend ist, wobei die Bild- 
wand zum Erzeugen der spektralen Selektivitat Pigmente 
oder eine direkte. selektiv reflektionserhohende Beschich- 
tung mit zumindest zwei Schichten aufweist, wobei die di- 
rekte, selektiv reflektionserhohende Beschichtung ein di- 
elektrisches Schichtsystem ist. Zur Einstellung der raumli- 
chen Winkelcharakteristik wird allgemein vorgesehlagen, 
die Oberftache der Bildwand mit einer definierten Rauhig- 
keit oder Oberflachentopographie zu versehen. 

Unabhangig davon besteht jedoch Bedarf nach weiteren, 
verbesserten Mogiichkeiten, spektral selektiv und auch 
raumlich selektiv reflektierende Bildwande auf einfache 
Weise herzusiellen, mil denen statische oder bewegte Bilder, 
auch farbige Bilder, deutlich und ungestOrt vom Tages- oder 
sonstigem Umgebungslicht bzw. Storlicht mil hohem Kon- 
trast wiedergegeben werden konnen. 

Erfindungsgema6 wird daher eine spektral selektiv reflek- 
tierende Bildwand zur Verfugung gestellt, die mindestens 
eine cholesterische Polymerschicht aufweist. 

Die Erfindung macht sich dabei die Eigenschaft von cho- 
lesterischen Polymeren zunutze, zirkular polarisiertes Licht 
in einem Wellenlangenband der Breite AX selektiv stark zu 



reflektieren und vorzugsweise die ReflektivitaX im Idealfall 
auf bis zu 100%, erhohen zu konnen. In dem restlichen 
Spektralbereich sind die cholesterischen Polymere dagegen 
transparent. 

5 Bei cholesterischen Polymeren handelt es sich urn eine 
cholesterische Phase von Fliissigkrisiallen, die zum Beispiel 
durch einen PolymerisationsprozeB, ublicherweise photoini- 
uiert, fixiert werden kann. 
Die Breite des Wellenlangenbandes AX hangt dabei von 

10 der Doppelbrethung An des eingesetzten Polymermaterials 
gemaB folgender Gleichung ab: 

AX= Ao/n 

t5 mit Xo = Zentralwellenlange, n = mittlerer Brechungsindex 
(Mittelwert aus ordentlichem und au6erordentlichem Bre- 
chungsindex der lokal unaxialen Struktur). 

Fiir ein optimales Reflexionsvermogen ist AX in einer 
GroBenordnung zu bemessen, bei der einerseits die Gesamt- 
20 reflexion der Bildwand uber das sichtbare Spektrum klein 
bieibt, sich andererseits bei Anderung des Betrachterwin- 
kels die Reflexion fur die ausgewahlte Wellenlange prak- 
tisch nicht andert. 
Hierbei laBl sich die GroBe der Doppelbrechung An be- 
25 ziehungsweise des Verhaltnisses An/n durch Verwendung 
von cholesterischen Polymeren mit den entsprechenden Ei- 
genschaften auf einfache Weise frei wahlen. 

Die mindestens eine cholesterische Polymerschicht wird 
Ublicherweise auf einem geeigneten Substrat als Tragerma- 
30 terial aufgetragen bzw. abgeschieden. 

Das Substrat kann transparent fur alle Wellenlangen des 
sichtbaren Lichtes oder absorbierend sein. Im Fall eines ab- 
sorbierenden Substrats kann das Substrat dunkel, idealer- 
weise schwarz, eingefarbt sein, oder mit einer lichtabsorbie- 
35 renden Beschichtung versehen sein. Vorzugsweise ist das 
Substrat mit einer definierten Rauhigkeit oder Oberflachen- 
topographie versehen. Dadurch wird eine fiir den Betrachter 
spicgclndc Reflexion vortcilhaft verraicden und cine raum- 
lich selektive Reflexion in einem definierten Abstrahlwin- 
40 kelbereich erreicht. 

Zur naheren Erlauterung der Erfindung werden im folgen- 
den Ausfuhrungsbeispiele anhand der Zeichnungen be- 
schrieben. 
Diese zeigen in: 
45 Fig. 1 die rauinliche Anordnung der \brzugsorienuerung 
von Molekulen in einer cholesterischen fliissigkristallinen 
Phase, wobei die Anordnung und Vorzugsrichtung der Ebe- 
nen willkiirlich ist: 
Fig. 2 schematisch den spektralen Verlauf der Reflexion 
50 einer erfindungsgemaBen selektiven Bildwand mit drei zir- 
kular reflekuerenden Polymerschichten; 

Fig. 3 schematisch den spektralen Verlauf der Reflexion 
einer erfindungsgemaBen selektiven Bildwand nut je drei 
rechtszirkular und je drei tinkszirkular reflektierenden Poly- 
55 merschichten; 

Fig. 4 schematisch ein Verfahren zum mechanischen 
Strukturieren einer Substratoberflache; 

Fig. 5 ein Schema zum Ausheilen kurzwelliger Strukiu- 
ren auf der Oberflache eines Substrats zur Vermeidung un- 
60 kontrollierbarer Lichtstreuung; und 

Fig. 6 Beispiele fiir Anordnungen fiir eine auf cholesteri- 
schen Polymeren beruhende spektral und raumlich selektiv 
reflektierende Bildwand. 
Wie vorstehend bereils erwahnu wird erfindungsgemaB 
65 das Problem der spektralen Selektivitat auf der Basis der Ei- 
genschaften von cholesterischen Polymeren gelost, die als 
einzelne Schicht die Fahigkeit besitzen, zirkular polarisier- 
tes Lichi einer bestimmten Handigkeit (d. h. entweder 
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rechts- oder linkszirkular) (jeweils 50% des unpolarisierten 
Licht) in einem bestimmten Wellenlangenband AX zu reflek- 
tieren. 

Zur Erzielung einer oplimalen selektiven Reflexion soil- 
ten die cholesterischen Polymere dabei eine moglichst weit- 
gehende planare Textur aufweisen. Planare Textur bedeutet, 
daB unmittelbar an das Subslrat angrenzende Poly mersei ten- 
ketten ihre Langsachse weitgehend parallel zur Substrat- 
oberfiache ausrichten. In Pig. 1 ist schematise!! die raumli- 
che Anordnung von cholesterischen Molekulen wiedenjege- 
ben, wobei die dem Subslrat benachbarte Ebene die Ebene 
xy mit z = 0 ist. Die einzelnen Ebenen der cholesterischen 
Struktur sind schraubenformig zu einer Helix angeordneu 
wobei der Abstand zwischen zwei identisch ausgerichteten 
Schichten als Ganghohe P bezeichnet wird. 

Cholesterische Enantiomere haben dieselbe Ganghohe, 
aber im entgegengesetzten Schraubungssinn ausgebildete 
Helices und reflektieren entgegengesetzt polarisiertes Licht. 

Eine perfekt orientierle cholesterische Helix verhali sich 
Shnlich wie ein klassischer Bragg-Reflektor, dessen reflek- 
tiene Wellenlange Ao als Funktion des miuleren Brechungs- 
index n und des Einfallswinkels 6 (gegen die Nonnale ge- 
messen) gegeben ist durch 

Ao=nPcos0. 

Um unpolarisiertes Licht einer Wellenlange Xo weitge- 
hend vollstandig zu reflektieren, soliten daher vorzugs weise 
zwei enantiomere cholesterische Polymerschichien kornbi- 
niert wcrden. Dabei kann der Drehsinn der cholesterischen 
Molekiile in bekannter Weise durch die Chiralitat zugesetz- 
ter Additive bestimmt und verandert werden. 

Eine planare Textur, daB heiBt eine Ausrichtung der Mo- 
lekullangsachsen parallel zur Subs tratoberfl ache, kann bei- 
spielsweise durch eine entsprechende Oberflachenbearbei- 
tung des Substrats erzielt werden, zum Beispiel durch ge- 
richtetes Anschleifen der Substratoberflache. 

Eine cholesterische Flussigkristallphasc, bci der der Rich- 
tungsvektor (Direktor) R = (r x , ry, rj der Molekiile durch die 
Gleichungen 

fx = cos (4>) 
r y = sin (O) 
r z = 0, 

Q = 4o z + constant; (Helixachse enllang z) 

beschrieben wird, kann beispielsweise aus Cholesterylestern 
in Form von diinnen Schichten von rund 100 um Dicke her- 
gestelh werden. Voraussetzung ist, daB auf beiden Oberfla- 
chen der Schicht tangentiale Randbedingungen (Direktor in 
der xy-Ebene) gegeben sind. Diese Konfiguration wird als 
-planare Textur" oder "Grandjean-Textur" bezeichnet und 
laBt sich experimentell beispielsweise auf zwei Weisen er- 
halten: 

- Zwischen einer Glas- und einer freien Oberflache im 
Abstand d, wenn an der GlasoberflSche (z = 0) der 
Winkel O (0) durch die Richtung der Politur festgelegt 
wird. An der freien Oberflache istO (d) frei. 

- Zwischen zwei polierten Glasplauen: Hier sind Q 
(0) und fl> (d) festgelegt. 

Eine ausfuhrliche Erlauterung der Theorie cholesterischer 
Flussigkristalle und deren Eigenschaften findet sich in P. G. 
de Gennes und J. Prost "The Physics of Liquid Crystals" 2. 
Auflage, Clarendon Press, Oxford (1993), Seiten 1 bis 39 
und 263 fT. 

Durch phoioinitiierte Polymerisation lassen sich alle Ty- 
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pen fliissigkristallinerPhasen auch als polymere Ketten oder 
Netzwerke erhalten (S. V. Belay ev el al. t Jap. J. Appl. Phys. 
29 (1990) L634 bis L637). Eine Obersicht gibt die Mono- 
graphic "Liquid Crystal Polymers" von N. A. Plate\ Plenum 
5 Press, New York und London, 1993. 

Thenmsch stabile cholesterische Netzwerke lassen sich 
beispielsweise ausgehend von chiralen nematischen Diacry- 
laten erhalten (J. Lub et al.. Liquid Crystals 18 (1995) Seiten 
319 bis 326). Dabei kann die Ganghohe (engl.: pitch) desre- 
to sultierenden Polymers und damil die zentrale Wellenlange 
der selektiven Reflektion fur zirkular polarisiertes licht 
durch die Menge zugernischter nichtchiraler Monomere und 
durch die Polymerisationstemperatur gesteuert werden. 
Fur die vorliegende erfindungsgcmaBe Bildwand werden 
15 je nach gewunschter spektraler Selektivitat entsprechende 
cholesierische Molekiile als Polymerschichien auf ein Sub- 
strat aufgebracht. Im einfachsten Fall kann die Bildwand 
eine einzige cholesterische Polymerschicht fur eine mono- 
chromatische Lichtquelle aufweisen. Zur Erzielung einer 
20 oplimalen Reflektivitat sollte jedoch die Bildwand fur jede 
ausgewShlte Wellenlange die entsprechenden Enationieren 
mit Selektivitat fiir diese Wellenlange aufweisen. 

In den Fig. 2 und 3 sind bevorzugte Ausfuhrungsformen 
der erfindungsgeniaBen Bildwand gezeigt. So isi in Fig. 2 
25 schematise!! der spektrale Verlauf der Reflexion einer selek- 
tiven Bildwand dargestellt, die aus drei einzelnen, rechts- 
oder linkszirkular reflektierenden Schichten aus cholesteri- 
schen Polymeren besteht, die jeweils ein spektral begrenztes 
Welleniangenintervall beispielsweise rot, grtin und blau zu 
30 ctwa 50% reflektieren, mit 1: blau reflektierende Polymer- 
schicht, 3: griin reflektierende Polymerschicht, 5: rot reflek- 
tierende Polymerschicht und 7: Subslrat. Alle anderen Wel- 
lenlangen werden transmittiert. 
In Fig. 3 ist schematisch der spektrale Verlauf der Refle- 
35 xion einer erfindungsgeniaBen selektiven Bildwand darge- 
stellt, die aus sechs Einzelschichten aus cholesterischen Po- 
lymeren besteht. Dabei reflektieren die Schichten 1 und 2 
das blauc licht, sind jedoch cnantiomcr, so daB das blauc 
Licht zu fast 100% reflektiert wird. Entsprechend reflekue- 
40 ren die Schichten 3 und 4 das griine, die Schichten 5 und 6 
das rote Licht, so daB insgesamt eine Reflexion von annah- 
rend 100% fur alle RGB-Wellenlangen erzielt werden kann. 
Dadurch wird der Kontrast gegenuber der Schicht gemaB 
Fig. 2 nochmals erhoht. 
45 Die Anzahl der Schichten kann zum Beispiel in Abhan- 
gigkeit von der Art der verwendeten Lichtquelle wie deren 
Wellenlangenbereich ausgewahlt werden. Dabei ist es zur 
Erzielung eines hohen Kontrastes und einer Reflektivitat 
von beispielsweise 80% und mehr von \forteil, fiir jede Wel- 
50 lenlange die entsprechenden Enantiomeren zu kombinieren. 
Wie in Fig. 2 und 3 gezeigt, konnen die cholesterischen 
Polymerschichten auf einem dunklen oder auf einem trans- 
parenten Substrat 7 aufgebracht sein, das die spektral inte- 
grierte Reflexion der Bildwand deutlich reduziert. Das Auf- 
55 bringen der entsprechenden cholesterischen Polymerschich- 
ten auf das Substrat kann durch Auf poly mensation von cho- 
lesterischen Polymerschichten mit der gewUnschten Wellen- 
langenselektivitat und Chiralitat erfolgen. 
Die Dicke einzelner Polymerschichten betragt vorzugs- 
60 weise 3 um bis 20 um und die Dicke des Substrats vorzugs- 
weise 0,5 mm bis 5 mm. 

Fiir die erfindungsgemafie Bildwand kann ein beliebiges, 
fiir diese Zwecke bekannies Substrat verwendet werden. 
Das Substrat kann aus einem geeigneten Kunststoff-, Tex- 
65 til- oder Glasmaterial oder altemati v aus einer Kombination 
davon bestehen. 

Beispielsweise kann das Substrat eine mit Kunststoff im- 
pragniene Textilbahn sein. 
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Das Substrat kann auch mehrschichtig aufgebaut sein. 
wobei Schicbten verschiedener cxler gleicher Materialien 
aufeinander laminiert werden konnen. 

Vorzugsweise wird die Oberflache des Substrais vor dem 
Aufbringen der mindestens einen cholesterischen Polymer- 5 
schicht mil einer definierten Rauhigkeit oder Oberfiachcnto- 
pographie versehen, urn auch raumliche Selektivitat, daB 
heiBt, Reflexion in einem definierten AbsirahLwinkelbereich 
zu erzielen. Definierte Oberflachentopographie bedeutet, 
daB auf der Substraioberflache Flachenelemente vorgesehen io 
werden, die einen bestimmten Neigungswinkel gegenuber 
der globalen Bildwandebene besitzen, so daB das von diesen 
Flachenelementen reflektierte Lichi den Raumwinkelbe- 
reich abdeckt, in dem sich die Betrachter aufhalten. 

Das kann zum Beispiel durch Verwendung eines geeigne- 15 
ten Textils, durch einen PrageprozeB der Substraioberflache 
selbst oder einer auf das Substrat auflaminierten strukturier- 
ten Kunststoffschicht, durch Verwendung eines geeignet, 
mit Feststoffpartikeln gefullten Lackes oder einer Kombina- 
tion dieser Verfahren geschehen. 20 

ALiemativ isi auch eine mechanische Strukturierung der 
Substraioberflache, zum Beispiel mit Ililfe von Strahlver- 
fahren, Schleifen, Pragen oder durch Bursten mogiich. So ist 
/urn Beispiel in Fig. 4 die mechanische Strukturierung einer 
als Substrat verwendeten Kunststoffolie 12 mittels einer 25 
Burstenwalze 10 schematisch dargestellt. 

Eine mechanische Behandiung allein ergibt jedoch im all- 
gemeinen nur ungenugende optische Eigenschalten, da sehr 
feine kurzwellige Strukiuren enistehen konnen, die zu un- 
kontrollierbarer Lichtstreuung fiihrcn. 30 

Zur Beseitigung dieser kurzwelligen Strukiuren sollte das 
Substrat daher vorzugsweise einer geeigneten Behandiung 
zur Ausheilung dieser Strukturen unterzogen werden, urn 
das gewiinschte Reflexionsverhalten zu erzielen. 

Ftir warmeverformbare Materialien, wie thermoplasu- 35 
sche Kunststoffe, kann Ausheiiung mittels einer Warmebe- 
handlung erfolgen, zum Beispiel durch Infrarotbestrahlung 
oder durch Anblascn hciBcr Luft, urn cin Aushcilcn der 
kurzwelligen Strukturen durch viskoses Fliesen der Oberfla- 
che zu erreichen. 40 

Nach der in S. E. Orchard, "Appl. sci. Res." Abschnitt A, 
Band 11 (1962), Seiten 451 ff, dargestellten Theorie, ist die 
Abklingzeit T einer Oberflachenstruktur auf einer viskosen 
Fliissigkeit dem Verhaltnis von Oberflachenspannung und 
Viskositat proportional, wobei T mit der Periodenlange Lp 45 
der Rauhigkeit beziehungsweise Welligkeit ansteigt. 

Fur sehr geringe Periodenlangen Lp (Schichtdicke h > L«) 
ist T~Lp,fur groBe Wellenlangen (h < Lp) ist sogar T ~ Lp 5 . 
Unter Ausnutzung dieser GesetzmaBigkeiten laBt sich eine 
Vergroberung der Struktur und eine Steuerung der Vertei- 50 
lung von Oberflachenneigungen erreichen, wie es in Fig. 5 
schematisch dargestellt ist. Fig. 5 zeigt das Ausheilen kurz- 
welliger Komponenten auf der Oberflache eines viskosen 
Mediums, wobei die Amplitude der kurzwelligen Kompo- 
nente der Oberflachenwelligkeit starker abnimmt, so daB im to 
Verlauf des Ausheilprozesses geringere Flachenneigungen 
erhalten werden. 

Alternativ kann die gewiinschte Strukturierung auch 
durch einen PrageprozeB, zum Beispiel mittels Walzen, des 
Substrais selbst oder einer darauf auflaminienen Kunstsloff- w 
schicht erfolgen. Die Strukturierung der formgebenden Wal- 
zen kann dabei mittels Ubiicher photolithographischer Pro* 
zesse erfolgen. 

Eine geeignete photolithographische ProzeBsequenz kann 
zum Beispiel folgende Schritte umfassen: 65 
Belackung der Walze mit positi vem oder negativeni Photo- 
lack, 

Belichtung mit staustisch gesteuertem LaserstrahL 
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Entwicklung des Photolacks und 
anodisches Atzen der Strukturen. 

Ein entsprechendes Verfahren ist zum Beispiel in dem eu- 
ropaischen Patent 97 045 10 beschrieben. 

Die erfindungsgemaBe Bildwand kann auch mit einer 
asymmetrischen raumlichen Rernissionscharakteristik ver- 
sehen werden, indem die Oberflache der Bildwand mit einer 
entsprechend asymmetrisch reflektierenden Strukturierung 
versehen wird Dies kann geschehen, indem zum Beispiel 
bei dem vorslehend beschriebenen photolithographischen 
ProzeB in die Oberflache der Walze Ellipsoidsegmente an- 
stelle von Kugelsegmenten gepragt werden. 

Die erfindungsgemaB bevorzugte Kombinauon von 
raumlicher und spektraler Selektivit&t wird errcicht durch 
das Aufbringen von cholesterischen Polymerschichten auf 
ein entsprechend strukturiertes Substrat. 

Grundsatzlich kann dabei die mindestens eine cholesteri- 
schen Polymerschicht 9 einerseits auf die strukturierte Sub- 
straioberflache 7 selbst aufgetragen werden, so daB sich die 
Struktur auf diese Polymerschicht ubertragt, wie zum Bei- 
spiel in Fig. 6a und 6b gezeigi. Andererseits kann die Be- 
schichtung bei transparentem Substrat auch auf der glatten 
Substratriickseite erfolgen, so daB dann die strukturierte 
Seite der Lichtquelle zugewandt ist, wie Turn Beispiel in 
Fig. 6c und 6d gezeigt. 

Die erfindungsgemaBe Bildwand selbst kann transparent 
sein (Fig. 6b und 6d), wodurch auch Projektion auf durch- 
sichtigem Glas oder Kunststofflachen erfolgen kann, insbe- 
sondere auf Fensterscheiben oder ahnlichern. Die Bildwand 
kann aber auch absorbierend sein. indem das Substrat mit ei- 
ner dunkel eingefarbten, idealerweise schwarzen, Flache 
versehen wird, zum Beispiel einer entspiechenden IJnter- 
lage 8, wie in Fig. 6a und 6c gezeigt. 

Mit der vorliegenden Erfindung werden Bild- oder Pro- 
jektionswande zum Beispiel fiir Laserprojektion, LCD-Pro 
jektion (Liquid Crystal Display) oder CRT-Projektion (Cat- 
hode Ray Tube (Kathodenstrahlrflhre)) zur VerfUgung ge- 
stcllt, die cinfach crhaltlich sind, flexibel an die ausgcwahl- 
ten Lichtquellen angepaBt werden konnen und ein hohes 
spektrales und raumlich selektives Reflexionsvermogen bei 
hohem Kontrast aufweisen. 

Bezugszeichenliste 

1 rechlszirkular blau reflekuerende Polymerschicht 

2 linkszirkular blau reflektierende Polymerschicht 

3 rechlszirkular griin reflekuerende Polymerschicht 

4 linkszirkular griin reflekuerende Polymerschicht 

5 rechlszirkular rot reflektierende Polymerschicht 

6 linkszirkular rot reflektierende Polymerschicht 

7 Substrat 

8 absorbierende Unterlage 

9 cholesterische Polymerschicht 

10 Burstenwalze, beispielhaft mit nur einer Borste 

11 Fiihrungswalze 

12 KunststotYolienbahn 

13 reflektierter Lichtstrahl 

Patentanspriiche 

1 . Spektral selekti v reflekuerende Bildwand, dadurch 
gefcennzeichnet daB die Bildwand mindestens eine 
cholesterische Polymerschicht aufweist. 

2. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Bildwand 
mindestens zwei cholesterische Polymerschichten auf- 
weist, die enanuomer sind. 

3. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach An- 
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spruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daG die Bild- 
wand ein absorbierendes oder iransparentes Substrat 
aufweist. 

4. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach An- 
spruch 3, dadurch gekennzeichnet, daS das Substrat ein 5 
Iransparentes Substrat ist niit einer dunkel eingefarbten 
Unterlage 8. 

5. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach ei- 
nem der Anspriiche 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Substratoberflache mit einer definierten Rau- 10 
higkeit oder Oberflachentopographie versehen ist. 

6. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach ei- 
nem der Anspriiche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Substrat ausgewahlt ist unter einem Kunst- 
stofT-, Textil- oder Glasmaterial oder einer Kombina- 15 
tion davon. 

7. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach ei- 
nem der Anspriiche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, 
daB das Substrat eine mit Kunststoff impragnierte Tex- 
tilbahn ist. 20 

8. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach ei- 
nem der Anspriiche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, 
daB auf das Substrat ein mil ! F^tsjpffp^keln^er^Uter 
Lack aufgebrachr ist. 

9. Bildwand nach einem der Anspriiche 3 bis 8. da- 25 
durch gekennzeichnet, daB die Bildwand auf einer 
Seitedes Substrats ein selektiv reflektierendes Schicht- 
system mit drei zirkular polarisiertes Licht reflektieren- 
den cholesterischenPolymerschichtea fiir. blaues licht 

1, grimes Licht 3 und rotes Licht 5 aufweist. 30 

10. Spektral selektiv reflektierende Bildwand nach ei- 
nem der Anspriiche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, 
daB die Bildwand auf einer Seite des Substrats ein se- 
lektiv reflektierendes Schichtsystem mit je drei rechts- 
zirkular polarisiertes licht reflektierenden Polymer- 35 
schichten und je drei linkszirkular polarisiertes Licht 
reflektierenden Polymerschichten ftlr blaues Licht 1, 2, 
griincs Licht 3, 4 und rotes Licht 5, 6 aufweist. 

11. Verfahren zur Herstellung einer spektral selektiv 
reflektierenden Bildwand durch Aufpolymerisation 40 
mindestens einer cholesterischen Polynterschicht auf 
ein Substrat. 

12. Verfahren zur Herstellung einer spektral selektiv 
reflektierenden Bildwand nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB die iuindeslens eine cholesteri- 45 
sche Polymerschicht auf einer Seite eines Substrates 
aufpolymerisiert wird, das mit einer definierten Rau- 
higkeit oder Oberflachentopographie versehen ist. 

13. Verfahren zur Herstellung einer spektral selektiv 
reflektierenden Bildwand nach Anspruch 12, dadurch 50 
gekennzeichnet, daB die definierte Oberflachentopo- 
graphie durch Vorseben eines Kunsistoffmaierials mil 
einer durch mechanische Bearbeitung vorbeslimmten 
strukturierten Oberflache erzeugt wird. 

14. Verfahren zur Herstellung einer spektral selektiv 5S 
reflektierenden Bildwand nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB die definierte Oberflachentopo- 
graphie durch \forseherieines Textilmaterials mit defi- 
nierter Strukturierung erzeugt wird. 

15. Verwendung einer spektral selektiv reflektierenden Go 
Bildwand nach einem der Anspriiche 1 bis 10 fur die 
Laserprojektion, LCD-Projektion oder CRT-Projek- 
tion. 
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